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【手続補正書】
【提出日】平成21年2月19日(2009.2.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロ・リソグラフィー投影露光装置のための光学システム、特に、対物レンズまた
は照明システムであって、
　前記光学システムは、固有複屈折材料製であって、光軸に沿って連続して相互に隣接し
て前記光学システムにおいて配置されたレンズを有する少なくとも２つのレンズグループ
（１０～６０）を有し、
　前記各レンズグループ（１０～６０）は、それぞれ、（１００）方位の複数のレンズを
有する第１のサブグループと、（１１１）方位の複数のレンズを有する第２のサブグルー
プとを有し、
　前記各サブグループの複数のレンズは、レンズ軸に関し、相互に相対的に回転した位置
関係で配置されており、前記レンズグループ（１０～６０）の（１００）方位レンズと（
１１１）方位レンズとが交互に配置されていることを特徴とする光学システム。
【請求項２】
　各サブグループが２つの相互に直角な偏光状態に対し、軸対称のレタデーション分布を
有するように、前記各サブグループの複数のレンズが、レンズ軸に関し、相互に相対的に
回転した位置関係で配置されている、請求項１記載の光学システム。
【請求項３】
　各サブグループが、非回転のレンズ配置と比較して、レタデーションの値を十分低減す
るように、前記各サブグループのレンズ同士が、レンズ軸に関し、相互に相対的に回転し
た位置関係で配置されている、請求項１または２記載の光学システム。
【請求項４】
　前記第１のサブグループが２つの（１００）方位レンズを有し、その各レンズがレンズ
軸に関し、４５°＋ｋ＊９０°の角度で相互に相対的に回転して配置され、
　前記第２のサブグループが２つの（１１１）方位レンズを有し、その各レンズがレンズ
軸に関し、６０°＋ｌ＊１２０°の角度で相互に相対的に回転して配置され、
　ただし、ｋとｌは整数である、
　請求項１から３のいずれかに記載の光学システム。
【請求項５】
　ある１つのサブグループ（１０～６０）のレンズが、他の１つのレンズグループ（１０
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～６０）のレンズに対し、レンズ軸に関し、相互に相対的に回転して配置されている、
請求項１から４のいずれかに記載の光学システム。
【請求項６】
　あるレンズグループ（１０～６０）のあるサブグループの複数のレンズがそれぞれ最大
厚さＤi（ｉ＝１，２，・・）であって、固有複屈折Δｎiの材料からできており、
　別のレンズグループ（１０～６０）のあるサブグループの複数のレンズがそれぞれ最大
厚さＤj（ｊ＝１，２，・・）であって、固有複屈折Δｎjの材料からできており、
　前記各２つのレンズにとって、ペアで、条件Δｎi＊Ｄi＝Δｎj＊Ｄjを満たす、
請求項１から５のいずれかに記載の光学システム。
【請求項７】
　最大厚さＤi，Ｄjが、Ｄi，Ｄj≦３０ｍｍ、好ましくはＤi，Ｄj≦２０ｍｍ、更に好ま
しくはＤi，Ｄj≦１０ｍｍ、を満たす、請求項６記載の光学システム。
【請求項８】
　前記レンズグループ（１０～６０）の数が、少なくとも３である、
請求項１から７のいずれかに記載の光学システム。
【請求項９】
　前記レンズグループ（１０～６０）の数が、少なくとも４である、
請求項１から８のいずれかに記載の光学システム。
【請求項１０】
　前記複数のレンズの少なくとも１つのレンズの材料の固有複屈折が、少なくともΔｎ＝
５０ｎｍ／ｃｍ、好ましくは少なくともΔｎ＝７５ｎｍ／ｃｍ、更に好ましくは１００ｎ
ｍ／ｃｍである、請求項１から９のいずれかに記載の光学システム。
【請求項１１】
　前記複数のレンズが、少なくとも部分的には立方体結晶構造の結晶材料を有する、
請求項１から１０のいずれかに記載の光学システム。
【請求項１２】
　光学システムは、ＭｇＡｌ2Ｏ4，ＭｇＯおよびガーネット、特に、Ｙ3Ａｌ5Ｏ12（ＹＡ
Ｇ）およびＬｕ3Ａｌ5Ｏ12を含むグループの結晶材料を有する少なくとも１つのレンズを
有している、
請求項１から１１のいずれかに記載の光学システム。
【請求項１３】
　光学システムは、ＮａＣｌ，ＫＣｌ、ＫＪ，ＮａＪ，ＲｂＪそしてＣｓＪを含むグルー
プの結晶材料を有する少なくとも１つのレンズを有している、
請求項１から１２のいずれかに記載の光学システム。
【請求項１４】
　光学システムは、少なくとも０．８、好ましくは少なくとも１．０、更に好ましくは少
なくとも１．２、更により好ましくは１．４であるイメージサイドの開口数（ＮＡ）を有
している、請求項１から１３のいずれかに記載の光学システム。
【請求項１５】
　動作波長λにおいて現れる最大レタデーションがλ／１０以下である、請求項１から１
４のいずれかに記載の光学システム。
【請求項１６】
　マイクロ・リソグラフィー投影露光装置のための光学システム、特に、対物レンズまた
は照明システムであって、
　少なくとも１．８の屈折率を有する結晶材料の光学エレメントを少なくとも１つ有し、
　動作波長λにおいて現れる最大レタデーションが１／λ以下である、
請求項１から１５のいずれかに記載の光学システム。
【請求項１７】
　マイクロ・リソグラフィー投影露光装置のための光学システム、特に、対物レンズまた
は照明システムであって、
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　少なくともΔｎ＝５０ｎｍ／ｃｍの固有複屈折および少なくとも１ｃｍの最大ビーム路
を有する、立方体結晶材料の光学エレメントを少なくとも１つ有し、
　動作波長λにおいて現れる最大レタデーションが１／λ以下である、
請求項１から１６のいずれかに記載の光学システム。
【請求項１８】
　マイクロ・リソグラフィー投影露光装置のための光学システム、特に、対物レンズまた
は照明システムであって、
　少なくとも１ｃｍのビーム路が、少なくともΔｎ＝５０ｎｍ／ｃｍの固有複屈折を有す
る立方体結晶材料の光学エレメントの中を延在し、
　少なくとも２つのレンズがレンズ軸に関し、相互に相対的に回転して配置されている、
請求項１から１７のいずれかに記載の光学システム。
【請求項１９】
　前記光学システムの動作波長が、２５０ｎｍ以下、特に２００ｎｍ以下、更に特に１６
０ｎｍ以下である、請求項１から１８のいずれかに記載の光学システム。
【請求項２０】
　請求項１から１９のいずれかに記載の対物レンズを備えた、マイクロ・リソグラフィー
投影露光装置。
【請求項２１】
　請求項１から１９のいずれかに記載の照明システムを備えた、マイクロ・リソグラフィ
ー投影露光装置。
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